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FIG. 1

(57) Abstract: In a method for isolating a passivation (10), an isolating wall (30) is arranged along the circumference of at least one
opening (15) created in a predetermined way in the passivation (10). A resultant passivation system has an electrically and/or fluid-tightly
and gas-tightly isolating wall (30) along the circumference of at least the opening (15) created in a predetermined way in the passivation
(10). The isolating wall (30) of a predetermined thickness along a circumference of an opening (15) produced in a predetermined way
in a passivation (10) of a medical implant advantageously provides an isolation of the passivation (10) or components of the same with
respect to electricity and/or liquid from the opening (15) acting on the passivation (10) or the components of the same.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Isolation einer Passivierung (10) wird entlang des Umfangs zumindest einer in
vorbestimmter Weise geschaffenen Offaung (15) in der Passivierung (10) eine isolierende Wandung (30) angeordnet. Ein resultieren-
des Passivierungssystem weist eine elektrisch und/oder fluiddicht und/oder gasdicht isolierende Wandung (30) entlang des Umfangs
zumindest der in vorbestimmter Weise geschaffenen Offnung (15) in der Passivierung (10) auf. Die isolierende Wandung (30) einer
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vorbestimmten Dicke entlang eines Umfangs einer in vorbestimmter Weise erzeugten Offnung (15) in einer Passivierung (10) eines
medizinischen Implantats leistet vorteilhaft eine Isolierung der Passivierung (10) oder Komponenten derselben gegen aus der Offnung
(15) auf die Passivierung (10) oder die Komponenten derselben einwirkende Elektrizitit und/oder Fliissigkeit.
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Isolation einer Passivierung

Die Erfindung betrifft eine Isolation einer kiinstlich geschaffenen Offnung in einer
Passivierung, und bezieht sich insbesondere auf ein elektrisch und/oder fluiddicht
und/oder gasdicht isolierendes Verschlielten einer in vorbestimmter Weise in einer
Passivierung erzeugten Offnung, ohne diese Offnung vollstandig beispielsweise

galvanisch aufzuflllen und/oder vollstandig zu verschliellen.

FUr medizinische Therapie- und Diagnoseverfahren sind beispielsweise elektrisch
aktive und/oder flexible Implantate bekannt. Solche Implantate sind in der Regel
biostabil, biokompatibel sowie elektrisch isolierend verkapselt und passiviert, bei-
spielsweise mittels einer Passivierungsschicht oder eines unter anderem mehrere
Passivierungsschichten und zumindest eine zwischen diesen angeordnete,
elektrisch ankontaktierte Zwischenlage aufweisenden Mehrschicht-

Passivierungssystems.

In verkapselten, flexiblen Implantaten kénnen Offnungen in einer Passivierung
einen elektrischen Zugang zu der zumindest einen elektrisch aktiven Zwischenla-
ge in dieser Passivierung bzw. zwischen Passivierungsschichten oder Passivie-
rungslagen ermoglichen, und ist haufig auch die Passivierung Uber einer Elektrode
bzw. einer Implantatelektrode mittels einer kunstlich, d.h. in einer vorbestimmten
Weise, geschaffenen oder erzeugten Offnung gedffnet, um einen elektrischen

Kontakt zwischen der Elekirode und dem Gewebe herzustellen.

Die kiinstlich geschaffene Offnung Iasst jedoch die Seitenwand der Offnung vul-
nerabel gegenlber elektrischen wie auch negativ degradierenden Einflussen. Der
kiinstlich in Form der Offnung geschaffene Defekt in der Passivierung ist zwar
durch beispielsweise galvanisches Auffullen mit elektrisch leitfahigem Material

wieder verschliellbar, wonach die Elektrodenseitenwand wieder gegentber De-
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gradation bzw. Beeintrachtigung (Nasse, Delamination usw.) geschuitzt ist und

auch die Elektrode weiterhin mit dem Gewebe kontaktiert ist.

Allerdings ist nach dem galvanischen Auffullen mit elektrisch leitfahigem Material
auch eine Leitfahigkeit gegenuber der Seitenwand in der Passivierung gegeben,
sodass weitere elektrische aktive Lagen unweigerlich ebenfalls elektrisch mit der
Elektrode verbunden sind (vgl. Fig. 2, linke Bildhalfte mit elektrisch aktiven Fla-
chen leitfahigen Materials, beispielsweise Metallflachen, in einer Passivierung, die
bei galvanischer Auffillung gegenuber der Elektrode Uber beispielsweise ein Fluid
elektrisch kontaktiert wéren). Derartige (notwendigerweise) geschaffene Offnun-
gen in der Passivierung ermoglichen somit nachteilig auch einen unerwinschten
elektrischen Zugang zu der zumindest einen elektrisch aktiven Zwischenlage in

der Passivierung.

Die Erfindung liegt daher als eine Aufgabe zugrunde, ein Verfahren, ein Passivie-
rungssystem und eine isolierende Wandung bereitzustellen, mittels welchen eine
Offnung in einer Passivierung gegenlber der Passivierung zumindest elektrisch
isolierbar ist, und welche erméglichen, dass elekirisch aktive Bauteile innerhalb

der Passivierung weiter genutzt werden koénnen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemalf? durch ein Verfahren zur Isolation einer Pas-
sivierung mit den Merkmalen des Anspruchs 1, ein Passivierungssystem mit den
Merkmalen des Anspruchs 6 und eine isolierende Wandung mit den Merkmalen
des Anspruchs 10 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand der beigeflugten Unteransprtche.

Der Erfindung liegt die allgemeine Idee zugrunde, eine kunstliche geschaffene
Offnung in einer passivierenden Schicht nicht (nur) mittels beispielsweise galvani-
scher Auffillung zu schlieRen, sondern diese Offnung mit einer wenigstens
elektrisch isolierenden Seitenwand wieder zu verschliefsen, ohne sie dabei kom-

plett verschlielten oder wieder aufflllen zu missen. In anderen Worten wird erfin-
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dungsgemal} anstelle des bekannten galvanischen Aufflllens und/oder Verschlie-
Rens der Offnung die Umfangswandung der Offnung mit einer elektrisch und/oder
fluiddicht und/oder gasdicht isolierenden Seitenwandung oder Beschichtung ver-
sehen, die verhindert, dass etwaige elektrisch aktive Komponenten in der Passi-
vierung gegenliber einem Uber die im Ubrigen frei bleibende Offnung die Elektrode
des Implantats beaufschlagenden Elektrolyten (Fluid) ankontaktiert werden. Die
erfindungsgemal vorgeschlagene Seitenwandpassivierung stellt somit nicht nur
eine (elektrische und/oder fluiddichte und/oder gasdichte) Isolierung gegeniber
der Passivierung dar, sondern schutzt diese zusatzlich gegen weitere degradie-
rende Effekte wie einem direkten Aussetzen und/oder Freiliegen von Passivie-
rungslagen und Zwischenlagen bzw. entsprechenden Teilen des Mehrschichtsys-
tems gegenuber FlUssigkeit. Zugleich wird die Passivierung gegen seitliches Ein-
dringen von Fluiden wie beispielsweise Wasser geschiitzt. Die Offnung selbst in
der Passivierung bleibt bestehen und kann fur weitere Anwendungen, beispiels-
weise fur eine Durchfihrung, eine Steckverbindung oder einen Header, genutzt
werden, oder bedarfsweise galvanisch aufgeflllt werden. Durch das Beschichten
der Seitenwandung(en) von (Elektroden-) Offnungen mit einem elektrisch isolie-
renden Layer kann die eigentliche Passivierungsschicht ebenfalls elektrisch ge-
nutzt werden, da diese isoliert von einer kiinstlich geschaffenen (Elektroden-) Off-
nung arbeitet, gleichzeitig aber auch gegeniber aulieren Einflussen geschutzt ist,

die aufgrund dieser Offnungen einwirken kénnen.

Im Einzelnen beinhaltet ein Verfahren zur Isolation einer Passivierung einen
Schritt, bei dem entlang des Umfangs zumindest einer in vorbestimmter Weise
geschaffenen Offnung in der Passivierung eine isolierende Wandung angeordnet

wird.

Bevorzugt wird dabei die isolierende Wandung elektrisch isolierend und/oder fluid-
dicht und/oder gasdicht isolierend erzeugt.
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Bevorzugt erstreckt sich die isolierende Wandung von einem unteren Ende der
Passivierung durch die Passivierung hindurch zu einem oberen Ende der Passi-

vierung hin.

Bevorzugt wird in dem vorstehenden Verfahren die isolierende Wandung in zu-
mindest einer rundformigen, rechteckférmigen, elliptischen oder konusférmigen
Offnung und vorzugsweise die gesamte Seitenwandungsflache der Offnung in der
Passivierung bedeckend aufbeschichtet, wobei die Passivierung eine einschichti-
ge Passivierung oder ein mehrschichtiges Passivierungssystem mit zumindest
einer elektrisch aktiven Zwischenlage ist, und isoliert die isolierende Wandung die
zumindest eine elektrisch aktive Zwischenlage und/oder zumindest eine Elektrode
eines flexiblen oder starren biostabilen, biokompatiblen und elektrisch isolierend
verkapselten medizinischen Implantats als eine Bodenfliche der Offnung
elektrisch und/oder fluiddicht und/oder gasdicht.

Bevorzugt wird in dem Verfahren die isolierende Wandung mit einer vorbestimm-
ten Dicke erzeugt und dazu konfiguriert, in der Offnung einen Offnungskanal eines
vorbestimmten Durchmessers in der Passivierung fur eine Fluidzuleitung zu einer
Elektrode und/oder fur eine Aufnahme einer Durchflhrung, einer Steckverbindung
und/oder einer Headervorrichtung zu erhalten und gleichzeitig elektrisch aktive
Komponenten in der Passivierung gegeniiber dem Offnungskanal elektrisch iso-
liert zu halten und/oder gegen ein Eindringen des Fluids in die Passivierung zu

schitzen.

Gemal} einem weiteren Aspekt der Erfindung beinhaltet ein Passivierungssystem
eine elektrisch und/oder fluiddicht und/oder gasdicht isolierend erzeugte isolieren-
den Wandung entlang des Umfangs zumindest einer in vorbestimmter Weise ge-
schaffenen Offnung in der Passivierung.
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Bevorzugt erstreckt sich dabei die isolierende Wandung von einem unteren Ende
der Passivierung durch die Passivierung hindurch zu einem oberen Ende der Pas-

sivierung.

Bevorzugt ist die isolierende Wandung in zumindest einer rundférmigen, rechteck-
formigen, elliptischen oder konusférmigen Offnung und die gesamte Wandungs-
flache der Offnung in der Passivierung bedeckend angeordnet, wobei die Passi-
vierung eine einschichtige Passivierung oder eine mehrschichtiges Passivierungs-
system mit zumindest einer elektrisch aktiven Zwischenlage ist und die isolierende
Wandung dazu angeordnet ist, die zumindest eine elektrisch aktive Zwischenlage
und/oder zumindest eine Elektrode eines flexiblen oder starren biostabilen, bio-
kompatiblen und elektrisch isolierend verkapselten medizinischen Implantats als
eine Bodenflache der Offnung elektrisch und/oder fluiddicht und/oder gasdicht zu

isolieren.

Bevorzugt ist die isolierende Wandung mit einer vorbestimmten Dicke erzeugt und
dazu konfiguriert, in der Offnung einen Offnungskanal eines vorbestimmten
Durchmessers in der Passivierung fur eine Fluidzuleitung zu der Elektrode
und/oder eine Aufnahme einer Durchflhrung, einer Steckverbindung und/oder ei-
ner Headervorrichtung zu erhalten und gleichzeitig elektrisch aktive Komponenten
in der Passivierung gegenlber dem Offnungskanal elektrisch isoliert zu halten
und/oder gegen ein Eindringen des Fluids in die Passivierung zu schutzen.

Gemall einem nochmals weiteren Aspekt der Erfindung wird eine isolierende
Wandung einer vorbestimmten Dicke entlang eines Umfangs einer in vorbestimm-
ter Weise erzeugten Offnung in einer Passivierung eines medizinischen Implantats
bereitgestellt, zur Isolierung der Passivierung oder Komponenten derselben gegen
aus der Offnung auf die Passivierung oder die Komponenten derselben einwirken-
de Elektrizitat und/oder Flussigkeit.
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Die Erfindung wird nachstehend mit weiteren Vorteilen und Wirkungen anhand
bevorzugter AusfUhrungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnung naher

beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 auszugsweise und schematisch eine Passivierung flr beispielsweise ein
medizinisches Implantat mit einer kiinstlich geschaffenen Offnung und einer in der
Offnung angeordneten elektrisch isolierenden Seitenwand gemaR einem Ausflih-

rungsbeispiel;

Fig. 2 auszugsweise und schematisch ein dreidimensionales Schema der Seiten-
wandpassivierung gemal dem AusfUhrungsbeispiel mit elektrisch aktiven Flachen
in der Passivierung in einem Mehrschichtsystem;

Fig. 3 ein Diagramm zur Darstellung eines Nachweises einer isolierenden Seiten-

wand gemaf} dem Ausfuhrungsbeispiel

Fig. 4 auszugsweise und schematisch ein Beispiel einer Steckverbindung (Hea-

der) mit einer Seitenwandpassivierung; und

Fig. 5 ein Beispiel eines Substrats mit gedffneten Elektroden und Lagen zumindest
elektrisch leitfahigen Materials in der Passivierung gemaft dem Ausfuhrungsbei-

spiel.

Gleiche oder funktionell aquivalente Merkmale sind in den einzelnen Figuren mit
denselben Bezugszeichen versehen und werden zweckmalig nicht redundant
beschrieben. Figuren sind nicht notwendigerweise als mafistablich zu betrachten.

Eine Beschrankung auf in den Figuren angegebene Maleinheiten besteht nicht.

Fig. 1 zeigt auszugsweise und schematisch vereinfacht eine Passivierung fur bei-
spielsweise ein medizinisches Implantat mit einer kinstlich geschaffenen Offnung
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und einer in der Offnung angeordneten elektrisch isolierenden Seitenwand geman

einem Ausfuhrungsbeispiel.

Wie in Fig. 1 gezeigt, ist auf einem Substrat 100, das Teil des nicht weiter darge-
stellten Implantats bilden kann, eine Elektrode bzw. Implantatelektrode 60 und
diese umgebend eine Passivierung 10 angeordnet. Die Elektrode 60 ist darlber
hinaus in der kunstlich, d.h. in einer vorbestimmten Weise, in der Passivierung 10
geschaffenen (Elektroden-) Offnung 15 angeordnet und bildet in dieser eine Bo-
denflache aus. An dem Umfang bzw. der (Innen-) Wandung der Offnung 15 ist,
innerhalb der Offnung 15 und ausgehend von der Elektrode 60 bzw. einer unteren
Seite bzw. einem unteren Ende der Passivierung 10, eine sich zu einer oberen
Seite bzw. einem oberen Ende der Passivierung 10 hin erstreckende isolierende
Schicht 30 mit einer vorbestimmten Dicke erzeugt.

Form und die GréRe der Offnung 15 sind in diesem Ausflihrungsbeispiel nicht auf
eine bestimmte Anzahl, Form und GroRRe beschrankt, sondern diese Parameter
kénnen anwendungsspezifisch festgelegt sein. Beispielsweise kann eine Offnung
15 angeordnet sein, oder kénnen mehrere Offnungen 15 gleicher oder unter-
schiedlicher Grolke in gleichen oder unterschiedlichen Abstéanden zueinander an-
geordnet sein. Die Offnung selbst kann beispielsweise rundférmig bzw. zylind-
risch, rechteckfoérmig einschliefdlich quadratisch, elliptisch oder nach oben oder
unten konisch zulaufend ausgebildet sein. Es versteht sich, dass anwendungs-
spezifisch darliber hinaus noch weitere geeignete Offnungsformen denkbar sein

kénnen.

Auch bezlglich des Verfahrens der Anbringung der isolierenden Schicht 30 beste-
hen gemald diesem Ausfuhrungsbeispiel keine besonderen Beschrankungen, so-
lange es sich um ein fir eine beabsichtigte Verwendung oder Anwendung, bei-
spielsweise solche aus dem Bereich medizinischer Implantate, zugelassenes
und/oder kompatibles und insgesamt geeignetes Auftrags- oder Beschichtungs-

verfahren handelt.
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Die isolierende Schicht 30 selbst ist vorteilhaft und bevorzugt zumindest elektrisch
isolierend, und/oder fluiddicht isolierend und/oder gasdicht isolierend. In einer Mo-
difikation kdnnen Eigenschaften dieser Art ortspezifisch erzeugt oder variiert (ver-
starkt oder verringert) sein, d.h. beispielsweise Uber einen Mehrfachauftrag ent-
sprechender Schichten und/oder eine Dickenvariation der isolierenden Schicht 30
entlang inrer Erstreckungslange. Insgesamt bildet die isolierende Schicht 30 eine
zumindest elektrisch isolierende Seitenwand bzw. elekirische Seitenwandisolie-
rung in der kinstlich geschaffenen Offnung 15 in der Passivierung 10 aus und re-

sultiert in einer Passivierung mit elektrisch passivierter Seitenwand.

Fig. 2 zeigt auszugsweise und schematisch ein dreidimensionales Schema der
Seitenwandpassivierung gemaf dem Ausfuhrungsbeispiel mit einer isolierenden
Barriere gegenuber elektrisch aktiven Flachen innerhalb der passivierenden
Schicht bzw. in der Passivierung in einem Mehrschichtsystem.

Im Einzelnen zeigt Fig. 2 einen Ausschnitt eines mehrlagigen Passivierungssys-
tems auf dem Substrat 100 mit der durch das Passivierungssystem vor vielfaltigen
negativen Degradationseffekten geschuitzten (Implantat-) Elektrode 60. Das mehr-
lagige Passivierungssystem bildet mit seinen Passivierungsschichten bzw. Passi-
vierungslagen 10, hier einer oberen bzw. ersten, einer mittleren bzw. zweiten und
einer unteren bzw. dritten Passivierungsschicht, und dazwischen liegenden,
elektrisch aktiven Zwischenlagen 20, 40, hier einer oberen bzw. ersten Zwischen-
lage 20 (Autop) und einer unteren bzw. zweiten Zwischenlage 40 (Aubottom) aus
einem elektrisch leitfahigem Material, beispielsweise einem Metall oder Halbleiter,
ein passivierendes Mehrschichtsystem aus. Fig. 2 zeigt ebenfalls die Offnung 15
(das Bezugszeichen ist in der Figur aus Griinden besserer Ubersicht weggelas-
sen) und einen Teilabschnitt der isolierenden Wandung 30 am Umfang der Off-

nung 15.
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Die in Fig. 2 dargestellte Seitenwandpassivierung stellt nicht nur eine (elektrische)
Isolierung gegenuber der Passivierung dar, sondern schitzt diese zusatzlich ge-
gen weitere degradierende Effekie wie beispielsweise einer direkten Beaufschla-
gung durch sich in der Offnung 15 befindende Flissigkeit. Wie aus Fig. 2, linker
Teil, ersichtlich ware eine ungeschitzte Seitenwand in der Passivierung bei kon-
ventioneller (galvanischer) Auffiillung des in Form der Offnung 15 kinstlich ge-
schaffenen Defekts in der Passivierung unweigerlich ebenfalls elektrisch mit der
Elektrode 60 verbunden.

Fig. 3 zeigt ein Diagramm zur Darstellung eines Nachweises einer Funktion der
isolierenden Seitenwand gemall dem AusfUhrungsbeispiel. Fur einen Funktions-
nachweis wurde in diesem Ausflhrungsbeispiel ein Strom (Gleichstrom, 1 V ange-
legt; damit direkt reziprok zum Widerstand) von einer (nicht gezeigten) Referenz-
elektrode, die in einem (nicht gezeigten) PBS-Bad (ber der ungeschutzten, d.h.
keine isolierende Wandung aufweisenden Elektrodendffnung 15 gelagert war, ge-
gen die beiden Zwischenlagen 20, 40 (Autop, Aubottom; vgl. Fig. 2) aus leitfahi-
gem Material gemessen. Sodann wurde die Seitenwand der Elektrodenofinung 15
mit Hilfe einer physikalischen Atomlagenabscheidung mit einer 100 nm dicken
Ti02-Schicht elektrisch isoliert und die vorstehend beschriebene Messung erneut
durchgefluhrt. PBS steht fur beispielsweise Phosphate Buffer Solution bzw. Phos-
phate Buffered Saline, d.h. eine phosphatgepufferte Salzlésung. PBS und deren
Anwendbarkeit sind insoweit bekannt und wird daher hierin nicht redundant be-

schrieben.

Im Ergebnis ist aus Fig. 3 zu ersehen, dass der elektrische Widerstand nach Auf-
bringen bzw. Aufbeschichten der Isolierung auf die Wandung der Elektrodendff-
nung 15 um Grofkenordnungen zunimmt und entsprechend der bei Vorhandensein
der isolierenden Wandung gemessene Strom (untere Punktreihe in Fig. 3) gegen-
Uber der nicht isolierten Wandung auf Werte von ca. 107'° bis 10-"" A abnimmt. Bei

solchen Werten ist die Seitenwand als elekirisch isoliert anzusehen.
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Fig. 4 zeigt auszugsweise und schematisch ein Beispiel einer Steckverbindung
(Header) mit einer Seitenwandpassivierung. Da gemaf} dem vorliegenden Ausflh-
rungsbeispiel in der Passivierung 10 eine lediglich um die Dicke der isolierenden
Wandung bzw. Beschichtung reduzierte Offnung 15 erhalten bleibt, kann diese
Offnung 15 fUr weitere Anwendungen genutzt werden, beispielsweise flr eine
Durchfuhrung, eine Steckverbindung oder einen Header 50 mit einem, angedeutet
durch Pfeile in Fig. 4, in die Offnung 15 einflihrbaren und die Elektrode 60 kontak-
tierenden Abschnitt 60a.

Fig. 5 stellt ein Beispiel eines praktisch nutzbaren Substrats mit gedffneten Elekt-
roden und Lagen elektrisch leitfahigen Materials in der Passivierung gemaflt dem
Ausflihrungsbeispiel dar. Die elektrisch isolierende Seitenwandpassivierung er-
laubt insbesondere vorteilhaft die Herstellung (flexibler) Implantate mit Lagen oder
Flachen elektrisch leitfahigen Materials, beispielsweise Metallflachen, in der Pas-

sivierung wie in Fig. 5 gezeigt.

Erkennbar in Fig. 5 sind mehrere Offnungen 15 unterschiedlicher GréRe, ange-
ordnet in Kreuzform mit innenliegend gréReren Offnungen 15 und aufenliegend
diesen gegeniber kleineren Offnungen 15. Die gedfineten Elektroden 60 in der
Mitte des Substrates sind elektrisch von den Flachen elektrisch leitfahigen Materi-

als isoliert und dadurch einzeln nutzbar.

Wie vorstehend beschrieben wurde, wird bei einem Verfahren zur Isolation einer
Passivierung entlang des Umfangs zumindest einer in vorbestimmter Weise ge-
schaffenen Offnung in der Passivierung eine isolierende Wandung angeordnet.
Ein resultierendes Passivierungssystem weist eine elektrisch und/oder fluiddicht
und/oder gasdicht isolierende Wandung entlang des Umfangs zumindest der in
vorbestimmter Weise geschaffenen Offnung in der Passivierung auf. Die isolieren-
de Wandung einer vorbestimmten Dicke entlang eines Umfangs einer in vorbe-
stimmter Weise erzeugten Offnung in einer Passivierung eines medizinischen Im-

plantats leistet vorteilhaft eine Isolierung der Passivierung oder Komponenten der-
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selben gegen aus der Offnung auf die Passivierung oder die Komponenten der-

selben einwirkende Elektrizitat und/oder FlUssigkeit.

Durch das Beschichten der Seitenwande von (Elektroden-)Offnungen mit einem
elektrisch isolierenden Layer ergeben sich vielfaltige Anwendungsbeispiele. Bei-
spielsweise kann die eigentliche Passivierungsschicht ebenfalls elektrisch genutzt
werden, da diese isoliert von einer kinstlich geschaffenen (Elektroden-)Offnung
arbeitet, gleichzeitig aber auch gegenlber aulieren Einflissen geschitzt ist, die

aufgrund dieser Offnungen einwirken kénnen.

Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf eine konkrete isolierende Schicht in
einer Elektroden6finung einer Verkapselungs- und/oder Passivierungsstruktur an
einem Implantat beschrankt ist, sondern dass verschiedenartige Konfigurationen,
aquivalente Ausfuhrungsformen und Modifikationen denkbar sind.

Es versteht sich darlber hinaus, dass den beschriebenen Ausfihrungsbeispielen
und nicht mafistabsgetreuen Zeichnungen lediglich beispielhafter Charakter zu-
kommt und sich insoweit fir den Fachmann Modifikationen ohne Weiteres erge-
ben kdnnen, ohne dass dadurch der beschreibungsgemafte Rahmen und der
durch die beigefugten Anspriche definierte Schutzumfang verlassen werden.
Ebenso unterliegen auflere Formen, Dimensionen und dergleichen keinen beson-
deren Beschrankungen, solange durch sie die erfindungsgemafie Wirkung und

Funktionalitat bereitgestellt und erzielt wird.
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Anspriche

1. Verfahren zur Isolation einer Passivierung (10), bei dem entlang des Um-
fangs zumindest einer in vorbestimmter Weise geschaffenen Offnung (15) in der

Passivierung (10) eine isolierende Wandung (30) angeordnet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die isolierende Wandung (30)
elektrisch isolierend und/oder fluiddicht und/oder gasdicht isolierend erzeugt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem sich die isolierende Wandung
(30) von einem unteren Ende der Passivierung (10) durch die Passivierung (10)
hindurch zu einem oberen Ende der Passivierung (10) hin erstreckt.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprlche, bei dem die isolie-
rende Wandung (30) in zumindest einer rundférmigen, rechteckférmigen, ellipti-
schen oder konusférmigen Offnung (15) und vorzugsweise die gesamte Seiten-
wandungsflache der Offnung (15) in der Passivierung (10) bedeckend aufbe-
schichtet wird, wobei die Passivierung (10) eine einschichtige Passivierung oder
ein mehrschichtiges Passivierungssystem mit zumindest einer elektrisch aktiven
Zwischenlage (20, 40) ist, und die isolierende Wandung (30) die zumindest eine
elektrisch aktive Zwischenlage (20, 40) und/oder zumindest eine Elektrode (60)
eines flexiblen oder starren biostabilen, biokompatiblen und elektrisch isolierend
verkapselten medizinischen Implantats als eine Bodenflache der Offnung (15)
elektrisch und/oder fluiddicht und/oder gasdicht isoliert.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprlche, bei dem die isolie-
rende Wandung (30) mit einer vorbestimmten Dicke erzeugt und dazu konfiguriert
wird, in der Offnung (15) einen Offnungskanal eines vorbestimmten Durchmessers
in der Passivierung (10) fUr eine Fluidzuleitung zu einer Elektrode (60) und/oder

fur eine Aufnahme einer Durchflihrung, einer Steckverbindung und/oder einer
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Headervorrichtung (50) zu erhalten und gleichzeitig elektrisch aktive Komponenten
in der Passivierung (10) gegentiber dem Offnungskanal elektrisch isoliert zu halten
und/oder gegen ein Eindringen des Fluids in die Passivierung (10) zu schitzen.

6. Passivierungssystem mit einer elektrisch isolierend und/oder fluiddicht
und/oder gasdicht isolierend erzeugten isolierenden Wandung (30) entlang des
Umfangs zumindest einer in vorbestimmter Weise geschaffenen Offnung (15) in
der Passivierung (10).

7. Passivierungssystem nach Anspruch 6, bei der sich die isolierende Wan-
dung (30) von einem unteren Ende der Passivierung (10) durch die Passivierung
(10) hindurch zu einem oberen Ende der Passivierung (10) hin erstreckt.

8. Passivierungssystem nach einem der Anspriche 6 oder 7, bei der die iso-
lierende Wandung (30) in zumindest einer rundformigen, rechteckformigen, ellipti-
schen oder konusformigen Offnung (15) und die gesamte Wandungsflache der
Offnung (15) in der Passivierung (10) bedeckend angeordnet ist, wobei die Passi-
vierung (10) eine einschichtige Passivierung oder eine mehrschichtiges Passivie-
rungssystem mit zumindest einer elektrisch aktiven Zwischenlage (20, 40) ist und
die isolierende Wandung (30) dazu angeordnet ist, die zumindest eine elekirisch
aktive Zwischenlage (20, 40) und/oder zumindest eine Elektrode (60) eines flexib-
len oder starren biostabilen, biokompatiblen und elektrisch isolierend verkapselten
medizinischen Implantats als eine Bodenflache der Offnung (15) elektrisch
und/oder fluiddicht und/oder gasdicht zu isolieren.

9. Passivierungssystem nach einem der Anspruiche 6 bis 8, bei der die isolie-
rende Wandung (30) mit einer vorbestimmten Dicke erzeugt und dazu konfiguriert
ist, in der Offnung (15) einen Offnungskanal eines vorbestimmten Durchmessers
in der Passivierung (10) fur eine Fluidzuleitung zu der Elektrode (60) und/oder ei-
ne Aufnahme einer Durchfuhrung, einer Steckverbindung und/oder einer Header-

vorrichtung (50) zu erhalten und gleichzeitig elektrisch aktive Komponenten in der
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Passivierung (10) gegenlber dem Offnungskanal elektrisch isoliert zu halten

und/oder gegen ein Eindringen des Fluids in die Passivierung (10) zu schitzen.

10. Isolierende Wandung einer vorbestimmten Dicke entlang eines Umfangs
einer in vorbestimmter Weise erzeugten Offnung (15) in einer Passivierung (10)
eines medizinischen Implantats, zur Isolierung der Passivierung (10) oder Kompo-
nenten derselben gegen aus der Offnung (15) auf die Passivierung (10) oder die

Komponenten derselben einwirkende Elektrizitat und/oder Flissigkeit.
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